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Исследована возможность создания периодических дифракционных структур и фотонных кристаллов с плазмонными наночастицами на основе слоев Si и Ge нанопористых полупроводников методом низкоэнергетической высокодозовой имплантации кристаллов ионами благородных металлов через поверхностную маску, как предсказано в работе [1]. В результате ионного распыления были получены микроструктуры, фазовый оптический контраст в которых обеспечивается имплантированными областями, содержащими наночастицы. На Рис.1 приведен пример СЭМ-изображения поверхности Ge после облучения ионами серебра через никелевую сетку с размерами квадратных ячеек 25 мкм.

Рис.1 СЭМ-изображение периодической структуры на поверхности нанопористого Ge, сформированной облучением через сетчатуюю маску
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